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Gasentladungsanzeigevorrichtung mit einem Abstandsrahmen und Verfahren zur Herstellung dieses Rahmens.

@ Um bei einem Plasmapane! mit getrennter Elektronener- !
zeugung und -nachbeschleunigung den Abstandsrahmen :
(12) auf der Nachbeschleunigungsstrecke hochspannungsfe-
ster zu machen, wird vorgeschlagen, die Rahmeninnenseite
aufzurauhen. Vorzugsweise wird hierzu der Rahmen ge-
strahlt. Dabei empfiehit es sich, die fiir den StrahlprozeR zu
verwendenden Kugeln vorher mit einem elektrisch leitenden
Material zu versehen, so daR der mattierte Rahmenbereich
einen extrem hochohmigen Oberflachenwiderstand erhélt.
Beste Ergebnisse erzielt man, wenn man zunéchst mit bis zu
120pm groBen Al,0;-Perlen anschlieBend mit Cu-besch-
ichteten, héchstens 60pm dicken Glasperlen strahit. Eine
derartige Rahmenbehandlung 1aft Spannungserhéhungen
um mehr als den Faktor 3 zu.

Hauptanwendungsgebiet: Hochinformative Flachbild-
schirme, insbesondere Datensicht- und Fernsehgerate. 1
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Gasentladungsanzelgevorrichtung mit einem Abstandsrah-
men und Verfahren zur Herstellun& dieses Rahmens,

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anzelgevorrichtung
gemd dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein solches FPlas-
mapanel wird in der DE-OS 29 52 528 beschrieben.

Bel dem bekannten Display liefert eilne Gasentladung
Elektronen, die durch ausgewthlte Licher einer Steuer=
matrix in einen Nachbeschleunigungsreum geschickt wer-
den, dort Energlen von einigen kV aufnehmen und schllie8-~
lich auf einer Fhosphorschicht Lichtpunkte erzeugen. Die
Nachbeschleunigungsstrecke ist trotz der anliegenden
Hochspannung plasmafrel, und zwar aus folgendem Grund:’
Bel Jedem Gas hingt die ZUndspannung V; vom Produkt aus
Gasdruck p und Elektrodenabstand & ab, derart, da8 Vy
mit zunehmendem p « d zundchst stelil abf&llt, dann ein
Minimm durchléuft und anschliefiend wieder allm#Zhlich
ansteigt ("Paschengesetz"). Das bedeutet, daB bel einem
vorgegebenen Gas mit bestimmten Spannungs- und Druck-~
werten eine Entladung verhindert wird, wenn der Arbeits-
punkt welt genug im linken Ast der Zundkurve liegt,
elso d hinreichend kleine Werte hat.

In der Praxis ist der Nachbeschleunigungsraum Jedoch bel
weitem nicht so hochspamnungsfest, wie dies die Ziind-
spannungskurve eigentlich erwarten lé&B8t. Belm Hochfahren

der Spannung beobachtet man im Rahmenbereich Uberschls-

ge, die sich relativ rasch ausbreiten und an den Leiter-
strukturen erhebliche Schiéden verursachen kdnnen.

Man hat deshalb schon relativ frith versucht, das Isola-
tionsvermbgen des Abstandsrahmens zu verbessern. So wird
in der DE-0S 26 15 681 empfohlen, dem Rzhmen ein Profil
Les 1 1k/27.7.1983



10

15

20

25

35

0133492
-2- VPA B3P 1541 E

mit 8quidistanten Nuten zu geben. Darauf aufﬁauend ist
in der eingangs zitierten Offenlegungsschrift vorgesehen,
den Rshmen gegeniiber seinen vor- und riickseitig aufge-
brachten Abdichtn#hten zur Zellenmitte hin vortreten zu
zu lassen und seine Innenseite frei wvon Abdichtmaterial
zu halten. Mit diesen Rahmenvarianten, die einen relativ
langen Isolationsweg gemeinsam haben, kann man unter iib-
lichen Bedingungen (Gasfiillung: He, p: 2,5mbar, d: 1,7mm
eine Nachbeschleunigungsspannung von immerhin 4kV anle-
gen. Dieser Wert ermdglicht allerdings nicht in Jedem
Fall ausreichende Kontrast- umd Helligkeltswerte. Wenn
hichste Informatlionsmengen, etwa farbige Videosignale,

zu verarbeiten sind, sollten die Elektronen eine Auf-
prallenergie von mindestens 6kV haben.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ‘bel einem Pa-
nel der eingangs genannten Art den Abstandsrahmen so aus-
zubilden, daB er noch besser isoliert. Diese Aufgabe wird
erfindungsgemif dadurch gelSst, da8 der Rahmen zumindest
auf seiner Innenseite eine rauhe Oberfliche hat. "Rauh"
bedeutet dabei eine Gestaltsabweichung mindestens vier-
ter Ordnung (DIN 4760).

Der Ldsungsvorschlag geht von folgender Beobachtung aus:
Die bisher verwendeten Abstandrahmen bestanden sus einer
Glasscheibe, aus der auf mechanischem Wege ein Fenster
herausgetrennt worden war. Eine solche Behandlung hin-
terldBt an der Rahmeninnenseite stets Bruchkanten und
Ausmuschelungen, von denen dann im Betrieb des Displays
die stbrenden (Gleit- und Spitzen-)Entladungen ausgehen,
und zwar auch damn, wenn man in den Rahmen wegverlingern-
de Vorspriinge eingearbeitet hatte. Ein erfindungsgemif
gestalteter Rahmen ist frei von solchen Graten. Seine
gefdhrdete Oberflidche hat statt dessen eine spezifische
Mikrostruktur, die - offensichtlich - eine lange wirksa-
me Isolationsstrecke ergibt, dabel aber keine Formationen
enth#lt, die einen Durchbruch ausldsen kdnnten. Dieses
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Verhalten hat komplexe Ursachen, die sich derzeit noch
nicht ganz {ibersehen lassen; Tatsache ist aber, daB ein
iblicher Rahmen nach der hier vorgeschlagenen Mattierung
ganz wesentlich hdhere Spannungen zul#Bt.

Vorzugsweise wird die zu behandelnde Oberfliche durch
eine Strahltechnik, etwa durch einen BeschuB mit A1703-
oder Glasperlen, aufgerauht. Dabei ist es zweckm#Big, in
zwel Schritten vorzugehen und zunichst mit Perlen griBe-
ren Durchmessers und anschlieBend mit kleineren Perlen
zu arbeiten. Eine gestrahlte QOberflédche ist sauber; sie
braucht nicht mehr eigens von Riicksté@nden, die bekannt-
lich die Uberschlagsfestigkeit empfindlich beeintrichti-
gen kdnnen, befreit zu werden.

Beste Resultate erzielt man, wenn man die rauhe Rahmen-
oberfléche auch noch mit einem leitenden Material ver-
sieht, und zwar in einer solchen Menge, daf noch keine
durchgehende Schicht entsteht. Eine solche Belegung
kommt schon dann zustande, wenn man die Fléche mit Ku-
geln strahlt, die bereits mit dem betreffenden Material,
etwa Cu, beschichtet sind. DaB ein solcher Belag die
RKurzschiuBfestigkeit frdert, ist vermutlich darauf zu-
riickzufiihren, daB er nach Art eines extrem hochohmigen
Oberfléchenwiderstandes -das Potentlalgefdlle léEngs der
Rahmenfliche linearisiert und somit lokale Feldstdrke-
tiberhdhungen verhindert.

Verglelichsmessungen haben gezeigt, da8 man durch die er-
findungsgemdf vorgesehene Rahmenmattierung die Spannungs-
festigkeit ohne weiteres um mehr als den Faktor 3 verbes-
sern kann. Dieses erstaunliche Ergebnis erdffnet einen
grofen Optimierungsspielraum fiir eine Reihe wichtiger
Parameter. So kann zunichst die Hochspannung auf einen
besonders groBSen Wert eingestellt werden. In diesem Fall
erreicht man die erforderlichen Darstellungsqualitidten
mit minimalen Elektronenstromen, eine Betriebsweise, die
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die Leuchtstoffschicht schont und lange funktionstiichtig
erhdlt. Daneben besteht auch noch die Méglichkeit, mit
miBig erhhter Hochspannung und groéBerem Gasdruck zu ar-
beiten. Diese MaBnahmenkombination ist durchaus attrak-
tiv, well ndmlich ein Tell des Gases nach mehreren hun®
dert Betriebsstunden aufgezehrt wird und deshalb der An-
fangsdruck Uber dem eigentlichen Betriebswert liegen
sollte. Im {ibrigen hat man bei der Wahl der Gaszusammen-
setzung und des Abstandes zwischen den Nachbeschleuni-
gungselektroden relativ freie Hand.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung sind Gegenstand zus#itzlicher Ansprii-
che.

Der Lﬁsungsvorséhlag soll nun anhand eines bevorzugten

Ausfihrungsbeispiels, unter Bezugnahme auf die beigeflig-.

te Zeichnnng, nzher erlautert werden. Von den Figuren

der Zeichnung zeigen .

Fig. 1 das Ausfiihrungsbeispiel in einem schematischen
Seitenschnitt,

Fig., 2 vom Abstandsrahmen dieses Ausfithrungsbeispiels
die rauhe Oberfliche, in einer VergrtBerung, und

Fig. 3 von der Fig. 2 einen - nochmals vergrdfSierten -
Ausschnitt. o

Das dargestellte Display enthdlt eine vakuumdichte, gas-
geflillte Hille mit einem wannenartigen Riickteil 1 und
einer parallel zum Wannenboden erstreckten Frontplatte 2.
Das Hilleninnere wird durch eine frontplattenparallele
Steuerscheibe 3 in einen hinteren Gasentladungsraum %4
und einen vorderen Nachbeschleunigungsraum 5 unterteilt.
Die Steuerschelbe 3 triégt auf ihrer Riickseite Zeilenlei-
ter 6 und auf ihrer Vorderseite senkrecht zu den Zeilen-
leitern verlaufende Spaltenleiter 7. Alle Leiter sind

einzeln ansteuerbar; sie bilden zusammen eine Steuermatrix.

In jedem Matrixelement ist die aus der Steuerscheibe und
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den Matrixleitern gebildete Steuerstruktur mit einer
Durchtritts8ffnung 8 versehen. Der Wannenboden *trigt auf
selner Vordarseite mehrere zueinander parallele Plasma«
kathodenstreifen 9, und die Frontplatte 1 ist auf ihrer
Rlickseite mit dpaltenleiterparallelen Phosphorstreifen 10
sowlie einer durchgehenden Nachbeschleunigurigsanode 11
versehen, Die Steuerscheibe 3 wird gegen die Frontplatte
2 durch einen Abstandsrehmen 412 distanziert, der beidsel-
tig Jewells durch eine Glaslotnaht 13, 14 vakuumdicht
mit der Steuerscheibe bzw. der Frontplatte verbunden 1lst,
Die Verbindung zwischen der Steuerscheibe und der Wanne
wird {ber eine Glaslotnaht 15 hergestellt.

Der Rehmen ragt nach innen {iber dle beiden Glaslotndhte
13, 14 hinaus und hat dort ein abgerundetes Profil mit
ravher Oberfl¥che. Dieser Rahmen 1l¥#8t sich folgendermaw
Ben retionell herstellen: Zunidchst schneidet man aus
einer ca. 1,imm-dicken Weichglasscheibe mit einer Dia-

‘ mant-Trennscheibe ein Fenster heraus. Damm wird bel dem

80 erhaltenen Rahmen die Innenseite mit einer Strahltech-
nik abgerundet, mattiert und mit Cu belegt. Hierzu wird
der Rahmen zun¥chst einige Sekunden lang mit bls zu
129pm~dicken Alo03-Perlen gestrahlt und anschliefend mit
einem Strahl aus bis zu 6qu dicken Glasperlen geldppt.
Die Glasperlen sind dabei mit Cu Uberzogen. AnschlieBend
splihlt man die behandelte Oberfliche; ein spezieller
Reinigungsproze ist nicht erforderlich.

Einen Eindruck wvon der Struktur der rauhen Rahmenober-
fl¥che vermitteln die Figuren 2 und 3. Sie sind aus Ra-
sterelektronenmikroskopaufnahmen an einer Au-metalli-
sierten Oberfliche hervorgegangen und zeigen die Fliche
in einer 400~ bzw. 2000-fachen VergriBSerung. Aus diesen
Figuren 150t sich shschlitzen, de3 die Rauhtisfe diess flachmuldigen
Oberflichengebirges im Mittel zwischen 1 und 1§pm
liegt und maximal 40pm erreicht {DIN 4768, Hatt 1).
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Alle Uibrigen Teile des Bildschirms sind an sich bekannt.
Fir weitere Herstellungs- und Betriebseinzelheiten wird
auf Elektronik 14 (1982) 79 verwiesen.

Die Erfindung beschrinkt sich nicht nur auf das darge-
stellte Ausfiihrungsbeispiel. Im vorligenden Zusammenhang
kommt es nur darauf an, die Nachbeschleunigungsstrecke
kurzschluSfest zu machen. Insofern ktnnte man die Gasent-
ladung auch in anderer Form - beispielsweise als statio-
ndres Querplasma - erzeugen und/oder die Elektroden an-
ders organisieren, etwa die gleichen Leiter als Plasma-
kathoden und als Zeilenleiter fungieren zu lassen oder
mit einer Nachablenkung im Hochspannungsraum arbeiten.
Davon abgesehen kommen auch andere Rahmenmaterialien
und/oder andere Mattierungsmethoden in Frage; denkbar
wiren etwa bestimmte Keramiken und spezielle Atztechni-
ken. Im {ibrigen bleibt es dem Fachmann unbenommen, in
Fédllen, in denen neben dem Abstandsrahmen noch weitere
Distanzelemente vorgesehen sind, die Oberflichen dieser
zusdtzlichen Kérper in gleicher Weise aufzurauhen.

13 Patentanspriiche
3 Figuren
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Patentanspriiche

1. Gasentladungsanzeigevorrichtung mit
folgendem Aufbau

1a)

b)

c)

d)

2a)

b)

c)

d a
1£)

eine gasdichte Hiille mit zwel zueinander parallelen,
in Betrachtungsrichtung hintereinander liegenden
Wandplatten (Riickplatte, Frontplatte) ist mit einem
Gas gefiillt,

in der Hille befindet sich eine regelmifig gelochte
Steuerstruktur, die das Hiillenimmere in einen hinte-
ren und einen vorderen Raum (Gasentladungsraum,
Nachbeschleunigungsraum) unterteilt und mehrere
plattenparallel:erstreckte Elektrodenebenen umfaBt,
im Gasentladungsraum sind mindestens eine Kathode
(Plasmakathode) und mindestens eine Anode (Plasma-
anode) vorgesehen, .
die Frontplatte tridgt auf ihrer Riickseite eine katho-
dolumineszente Schicht sowie eine elektrisch leiten-
de Schicht (Nachbeschleunigungsanode), '
in der vordersten Elektrodenebene der Steuerstruktur
befindet sich mindestens ein Leiter (Nachbeschleuni-
gungskathode), der gegen die Nachbeschleunigungsano-
de durch einen Abstandsrahmen distanziert ist;
folgender Betriebsweise

zwischen Jeder Plasmakathode und der ihr zugeordne-
ten Plasmaanode brennt zumindest zeitweilig eine Gas-
entladung;

aus dieser Entladung werden Elektronen durch selektiv
getffnete Locher der Steuerstruktur in den Nachbe- .
schleunigungsraum gezogen und

im Nachbeschleunigungsraum, der entladungsfrei Heibt,
auf mehrere KV beschleunigt;

durch gekennzelchnet, . daB

der Abstandsrahmen (12) zumindest auf seiner Innen-
seite eine rauhe Oberfliche hat.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn =
zelohnet, dad die rauhe Oberfléiche elne gemittel=
te Rauhtiefe Rz hat, flr die gilt 1}1m5_st_1oo)m, insbe-
sondere @um‘ﬂz < AO).un, undvorzugl\(d.n flachmuldig ist.

3. Vorrichtung nach den Anapriichen 1 oder 2, dadurch
Eekennzeilchne-t, das die ranthe Oberfliche
eine maximele Rauhtiefe Rpgx hat, firdie gilt Rmgx S250um,
insbesondere Rmax 5100}:.::1.

4, Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da =

duroh gekennzeichnet, das die rauhe
Oberfliéche mit elektrisch voneinander isolierten Inseln

eus einem elektrisch leitenden Materiel belegt 1st.

5. Vorrichtung nach dnspruch 4, dadurch ge-=-
kennzeichnett, dad die Materialbelegung eine
Nquivalente Schichtdicke d hat, fur die gilt dg10™m,
insbesondere d<6+10™Yun.

6. Vorrichtung nach den Anspriichen 4 oder 5, dadurch
gekennzelchnet, daB die Materialbelegung
eine Flichenmasse b bat, fir die gilt bg0,8u- -2,
insbesondere b 0,5ug - om-2,

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 4 bis 6, d a =
durch gekennzelchnet, deB8 das elek-
trisch leitende Material Rupfer ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, mit
einem frei in den Nachbeschleunigungsraum hineinragenden
Abstandsrehmen, dadurch gekennzelch-
net, daB die Ubergénge zwischen der Rahmeninmenseite
und den beiden Stirnmseiten des Rahmens (12) ebgerundet
sind und die Rahmenoberfléche auch in den abgerundeten
Bereichen rauh ist.
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9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, d a -
durch gekennzeichnet, daB der Ab-
standsrahmen (12) aus Glas, insbesondere aus einem Weich-
glas mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten

o« > 85°10-70K-1, besteht.

10. Verfahren zur Herstellung eines Abstandsrahmens
einer Vorrichtung gem#B8 einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daB die
Rahmeninnenseite durch eine Strahltechnik aufgerauht
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch g e -
kennzeichnet, daB men zunéchstmitkugeln
eines Durchmessers D und anschlieBend mit Kugeln eines
Durchmessers D' (D'< D) strahlt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge -
kennzeichnet, daB D5120}.1mundD'§60}1mist.

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, d a-
durch gekennzeichnet, daB8 die fiir
die Strahltechnik verwendeten Kugeln mit einem elektrisch
leitenden Material belegt werden.
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